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5 REIVINDICACIONES

1. Un método para manufacturar un compuesto representado por la Férmula
[11] o una sal del mismo, caracterizado porque comprende:

(1) una etapa de hacer reaccionar un compuesto representado por la formula

10 [1] o una sal del mismo
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(en la formula, R' representa un atomo de hidrégeno o un grupo

[1]

protector amino; R? representa un grupo protector carboxilo; L' representa un

grupo representado por la Formula [2a]
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(en la féormula, R3%, R#, R5% y R6a son los mismos como o

15

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
Ci.6; p' representa un niumero entero de 1 hasta 3; q' representa un niimero
entero de 0 hasta 3; y r! representa un nimero entero de 1 hasta 6); y L?

20  representa un grupo representado por la Férmula [2b]
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(en la férmula, R%®, R*, R5, y R6 son los mismos como o

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
C1.6; p? representa un numero entero de 1 hasta 3, g2 representa un nimero
25 entero de 0 hasta 3; y r? representa un nimero entero de 1 hasta 6)) con un

compuesto representado por la Formula [3] o una sal del mismo
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(en la formula, L3 representa un grupo representado por la Férmula

[2c]
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(en la formula, R3¢, R*, RS, y R8¢ son los mismos como o

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo

C1.6; p3 representa un niumero entero de 1 hasta 3; g3 representa un nimero

entero de 0 hasta 3; y r representa un nimero entero de 1 hasta 6); A’

representa cualquiera de los grupos representados por las Formulas [4] a [9]
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(en las férmulas, * representa una posicion de unién; y los R” son

los mismos como o diferentes de entre si y representan un grupo protector

carboxilo); y m representa un numero entero de 1 hasta 3)) para asi obtener un

compuesto representado por la Formula [10] o una sal del mismo;
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(enla férmula, R, R?, L1, L2, L3, A', y m tienen la misma definicion
como R', R?, L1, L2, L3, A", y m descrito anteriormente);
en donde la reaccion se lleva a cabo en presencia de un agente de
5 condensacion;y
(2) una etapa de desproteccidon del compuesto representado por la

Férmula [10] o una sal del mismo,
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(en la férmula, A2 representa cualquiera de los grupos

10 representados por las Férmulas [12] a [17]
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(en las férmulas, * representa una posicién de unién); y L', L2, L3,y

m tienen la misma definicién como L', L2, L3, y m descrito anteriormente).

5 2. El método de manufacturacién de conformidad con la reivindicacion 1,
caracterizado porque la temperatura de reaccion de la etapa (1) es -30°C a

100°C, y el tiempo de reaccion de la etapa (1) es 1 minuto a 72 horas.

3. El método de manufacturacion de conformidad con la reivindicacion 1,
10 caracterizado porque R? es un grupo alquilo C4¢ el cual puede ser sustituido

0 un grupo bencilo el cual puede ser sustituido.

4. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque L3 es un grupo representado por
15 la Férmula [18c]

RS[:
I
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(en la formula, R5¢ y R® pueden ser el mismo o diferente de entre

si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C1; y 3 representa
un numero entero de 1 hasta 6).
20

5. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
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reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque L' es un grupo representado por

1]

|. IiQB‘E‘J r' [18a]

la Formula [18a]

(en la formula, R% y R62 son los mismos como o diferentes de entre
si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Cq; y r' representa

un numero entero de 1 hasta 6).

6. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque L? es un grupo representado por
la Férmula [18b]
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(en la formula, R y R8® son los mismos como o diferentes de entre
si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C; y r? representa

un numero entero de 1 hasta 6).

7. El método de manufacturaciéon de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque R' es un atomo de hidrégeno,
un grupo alcoxicarbonilo Ci¢ el cual puede ser sustituido, un grupo
arilsulfonilo el cual puede ser sustituido, o un grupo sulfonilo heterociclico el

cual puede ser sustituido.

8. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque R’ es un grupo alquilo C4¢ el

cual puede ser sustituido o un grupo bencilo el cual puede ser sustituido.

9. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque la etapa de desproteccion es

una etapa de desproteccién usando un acido.

10. Un método para manufacturar un complejo de metal, caracterizado porque
comprende: una etapa de hacer reaccionar el compuesto representado por la

Férmula [11] o una sal del mismo obtenida por el método de manufacturacion



de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 con un ion de

metal.

11. El método de manufacturacion de conformidad con la reivindicacion 10, en
5 caracterizado porque la reaccion se lleva a cabo en presencia de una

solucion amortiguadora en 0°C a 150°C durante 5 a 60 minutos.

12.Un compuesto representado por la férmula [11] o una sal del mismo
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(en la férmula,

L1 representa un grupo representado por la Férmula [2a]
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(en la formula, R3, R*a, R%, y R%a son los mismos que o diferentes
15 uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C44; p1
representa un numero entero de 1 a 3; q' representa un nimero entero de 0 a 3;
y r! representa un nimero entero de 1 a 6); y
L2 representa un grupo representado por la Férmula [2b]
R ][R
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20 (en la formula, R3¢, R#, R5, y R6® son los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Cy¢; p?
representa un niumero entero de 1 a 3; g2 representa un nimero entero de 0 a 3;
y r?2 representa un nimero entero de 1 a 6); y

L3 representa un grupo representado por la Férmula [2c]
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(en la formula, R3¢, R4, R5¢, y R8¢ son los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrogeno o un grupo alquilo Cy¢; p3
representa un numero entero de 1 a 3; g3 representa un nimero entero de 0 a 3;

5 vy r3representa un nimero entero de 1 a 6); y

A2 representa cualquiera de los grupos representados por la

Formula [12] a [17]
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(en las férmulas, * representa una posicion de enlace);

10 m representa un numero entero de 1 a 3)).

13.El compuesto de conformidad con la reivindicacién 12 o una sal del mismo,

caracterizado porque L2 es un grupo representado por la Férmula [18c]

R
|
_9_
LREIP [18c)
15 (en la férmula, R%¢ y R® pueden ser los mismos que o diferentes

uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C¢; y r3

representa un numero entero de 1 a 6).



14.El compuesto de conformidad con la reivindicacion 12 o 13, o una sal del
mismo, caracterizado porque L' es un grupo representado por la Férmula
[18a]

T
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[ FIE&'J r' [18a]

5 (en la formula, R% y R®% pueden ser los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Cq4; y r'

representa un numero entero de 1 a 6).

15. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14
10 o una sal del mismo, caracterizado porque L? representa un grupo
representado por la Formula [18b].
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(en la formula, R% y R®® pueden ser los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Cyg; y r?

15 representa un numero entero de 1 a 6).

16.Un compuesto representado por la Formula [38] o una sal del mismo.
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20  17.Un complejo del compuesto de conformidad con la reivindicacién 12 a 16, o

la sal con un metal.

18.El complejo de conformidad con la reivindicacion 17, caracterizado porque el

metal es un metal radioactivo citotdxico.
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19. El complejo de conformidad con la reivindicacion 18, caracterizado porque el

metal radioactivo citotdxico es nuclido que emite rayos a o nuclido que emite

rayos [3.

20.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 18 o 19,

21.

caracterizado porque el metal radioactivo citotoxico es Y, 114m|n 117mgn,
186Re 188Re 64Cu 67Cu 59Fe 898r 198Au 203Hg 212Pb 165Dy 103Ru 149Tb

161Tb, 21ZBi’ 166H0, 165Er’ 153Sm, 177LU, 21SBi’ 223Ra, 225AC, 0 227Th.

El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 18 a 20,
caracterizado porque el metal radioactivo citotdxico es $4Cu, 57Cu, Y, 153Sm,

166Ho, 177Lu, 0 225AcC.

22.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 18 a 21,

caracterizado porque el compuesto es acido 2,2',2"-(10-(2-(((R)-1-((2-(4-(4-
(N-((S)-1-carboxi-2-(5-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
il)pentanamida)etil)sulfamoil)-3,5-dimetilfenoxi)butanamida)etil)amino)-1-oxo-
3-sulfopropan-2-il)amino)-2-oxoetil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-

triil)triacético, y el metal radioactivo citotoxico es "77Lu.

23.Una composicion farmaceéutica, caracterizada porque comprende el complejo

de conformidad con cualquiera de loas reivindicaciones 18 a 22.

24 El complejo de conformidad con la reivindicacion 17, caracterizado porque el

metal es un metal radioactivo no citotoxico.

25.El complejo de conformidad con la reivindicacion 24, caracterizado porque el

metal radioactivo no citotoxico es un nuclido que emite rayos gamma o un

nuclido que emite positron.

26.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 o 25,

caracterizado porque el metal radioactivo no citotdéxico es un complejo de
aluminio '8F, un complejo de galio '8F, un complejo de indio '8F, un complejo
de lutito '8F, complejo de talio '8F, 99mTc, 111|n, 113m|n, 114m|n, 67Gg, 68Ga, 82Rb,
86Y’ 87Y’ 152Tb’ 155Tb’ 201T|, 51C|', 52Fe, 57CO, 5800, 60C0, 828[', 858r, 197Hg’ 44SC,

62Cu, 64Cu, o 89Zr.

27.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 a 26,

caracterizado porque el metal radioactivo no citotéxico es un complejo de

aluminio '8F, 11In, 7Ga, %8Ga, 4Cu, o 89Zr.



28.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 a 27,
caracterizado porque el compuesto es acido 2,2',2"-(10-(2-(((R)-1-((2-(4-(4-
(N-((S)-1-carboxi-2-(5-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
il)pentanamida)etil)sulfamoil)-3,5-dimetilfenoxi)butanamida)etil)Jamino)-1-oxo-

5 3-sulfopropan-2-il)amino)-2-oxoetil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-

triil)triacético, y el metal radioactivo no citotéxico es 68Ga.
29.Una composicion farmaceéutica, caracterizada porque comprende el complejo

de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 a 28.
10

10



Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

P-14082

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re:  Expediente No. NC2017/0010806
Solicitud de patente a nombre de FUJIFILM CORPORATION

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 3, obrando como apoderada de la sociedad
FUJIFILM CORPORATION, domiciliada en Tokio, Japon, Solicitantes de la patente
de la referencia, en respuesta al oficio No. 2101 notificado electronicamente el 05 de
abril de 2019, atentamente me permito informar que, con fundamento en la facultad
que confiere el articulo 34 de la Decisiéon 486 al Solicitante para modificar la solicitud

de patente en cualquier momento del tramite, se realizan las siguientes modificaciones:

1. Reivindicaciones

En relaciéon con las objeciones sobre la falta de claridad de las reivindicaciones,
presento junto con este memorial un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual consta de
veintinueve (29) reivindicaciones, y que reemplaza completamente el presentado

anteriormente. Especificamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 No se incluyen las antiguas reivindicaciones 12 a 23, 32 a 35 y 306.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian de
ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el animo
de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el Examinador en su

concepto técnico.

2. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las
reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, segin lo
establecido en la Resoluciéon 3719 de 2016.
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En relacién con el nimero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo
capitulo reivindicatorio tiene menor nimero de reivindicaciones que el anteriormente

presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

3. Claridad de la solicitud

Los Solicitantes manifiestan que mediante la presentaciéon del nuevo capitulo
reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las
nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisiéon a la invencién descrita,

siguiendo las recomendaciones realizadas por el Examinador en su concepto técnico.

31 Como primera medida, se informa que no se incluyen las antiguas
reivindicaciones 12 a 23, 32 a 35 y 36 en el nuevo capitulo reivindicatorio. De
este modo, las objeciones relacionadas con dichas reivindicaciones han sido

subsanadas.

Adicionalmente, se informa que se incluyeron las nuevas reivindicaciones 19 a
22y 24 a 28, las cuales se encuentran debidamente soportadas en la informacion

divulgada en la descripcién tal como fue presentada inicialmente.
En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capitulo reivindicatorio, que
incluye veintinueve (29) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del articulo 30 de

la Decision 486/00.

4. Presentacion de una Solicitud Divisional

Teniendo en cuenta lo informado en el punto anterior y de conformidad con lo
establecido en el Articulo 36 de la Decision 480, el cual indica que “E/ solicitante podrd, en
cualguier momento del tramite, dividir su solicitud en dos o mds fraccionarias, pero ninguna de éstas
podrd implicar una ampliacion de la proteccion que corresponda a la divulgacion contenida en la
solicitud inicial”, y la Resolucion No. 3719 del 2016, se presenta de forma separada a este

memorial, una solicitud divisional para la presente solicitud, la cual sera denominada en

el presente memorial como NC2017/0010800A.

En la solicitud divisional NC2017/0010806A, se presentan doce (12) reivindicaciones
dirigidas a la proteccion de “Un compuesto, caracterizado porque es representado por la Formula
[19] 0 una sal del mismo” (reivindicaciones 1 a 10) y “Un compuesto representado por la
Formula [3] o una sal del mismo” (reivindicaciones 11 y 12). Dichas reivindicaciones se

basan en las antiguas reivindicaciones 12 a 23 (reivindicaciones originales 10 a 18).

www.clarkemodet.com
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De otro lado, la solicitud divisional se presenta junto con recibos de pago
correspondientes a la tasa de una solicitud de patente de invencion, la tasa de solicitud
de examen de patentabilidad y la tasa correspondiente a dos (2) reivindicaciones
adicionales. Asimismo, agradezco se tengan en cuenta para la solicitud divisional todos
los documentos legales que se encuentran en el expediente de la solicitud parental
NC2017/0010806A, tal como cesién de derechos y el poder de abogado.

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 36 de la Decisiéon 486, ruego a ese
despacho tener en cuenta que la solicitud divisional que ahora presento, se beneficia de

la fecha de presentacion de la prioridad de la solicitud de la cual se deriva, es decir, de la
prioridad 2015-062306 de Japon del 25 de marzo de 2015.

Dado lo anterior, se solicita atentamente darle tramite a la solicitud divisional No.

NC2017/0010806A.

5. Novedad

El Examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas
reivindicaciones 12, 16, 18 y 20 a la luz de las ensefianzas técnicas descritas en el

documento W0O9931061 (D1).

En este sentido, me permito decir que el articulo 16 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina establece que la invencién se considera nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espiritu de la norma legal
indicada, la invencién no se considera como nueva st esta “comprendida” en el estado de
la técnica, dicha norma se esta refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a

alguno o a algunos de los componentes.

Asi, para que la invenciéon pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA
ELLA, ha de estar contenida en el “comjunto de conocimientos existentes que son aplicables al
proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo
de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-
INTAL, Buenos Aires, 1994, pagina 60).

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho
para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, serfa forzoso que se demostrara que la
invencion de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, especificamente
en el documento D1, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en

el nuevo capitulo reivindicatorio.
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Considerando la anterior definicién y teniendo en cuenta que el nuevo capitulo
reivindicatorio no incluye la materia reclamada en las antiguas reivindicaciones 12 a 23,
es deseo del Solicitante manifestar que la invencién reclamada en el nuevo capitulo
reivindicatorio es tanto novedosa como inventiva en relaciéon con el estado de la técnica

citado.

De esta forma, teniendo en cuenta que el documento D1 no menciona, describe o

sugiere todas las caracteristicas técnicas reclamadas en el nuevo capitulo reivindicatorio
presentado por los Solicitantes, no es posible afirmar que la invencién hubiera podido

haber sido derivada en forma obvia a partir de dicho documento.

Por lo tanto, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 29 cumplen con los requisitos
de novedad y nivel inventivo, tal como se define en los articulos 16 y 18 de la Decision
486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guia para

Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencion a la solicitud
en estudio o si el sefor Examinador considera que subsisten razones para objetar la
presente invencion, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y
razones que sustenten su objeciéon con el fin de que nuestro mandante tenga la
posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretacion de los articulos 45
de la Decision 486 -el cual otorga la facultad al Examinador para emitir los examenes de
fondo- y 42 del Coédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que sefiala que: “babiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus
opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomari la decision, que serd motivada.
La decision resolverd todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la

actuacion por el peticionario y por los terceros reconocidos”, (el subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relacion con todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al principio del

debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constituciéon Nacional.

Sefior Director,

/ \ <

f f \ | |
(o sl I
CAROLINA DAZA NTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSj
notificaciones@clarkemodet.com.co
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ANEXOS

- Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por veintinueve (29) reivindicaciones.

- Comprobante de pago de tasa correspondiente a nuevo examen de patentabilidad.

www.clarkemodet.com

ESPANA - PORTUGAL - ARGENTINA - BRASIL - CHILE - COLOMBIA - MEXICO - PERU - URUGUAY - VENEZUELA



P-14082 (Solicitud de Patente No. NC2017/0010806)
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5 REIVINDICACIONES

1. Un método para manufacturar un compuesto representado por la Férmula
[11] 0 una sal del mismo, caracterizado porque comprende:

(1) una etapa de hacer reaccionar un compuesto representado por la formula

10 [1] 0 una sal del mismo
| S
N N

(en la féormula, R' representa un atomo de hidrégeno o un grupo
protector amino; R? representa un grupo protector carboxilo; L' representa un
grupo representado por la Férmula [2a]

[T
Re]p' [q' | R®r  [2a]

(en la férmula, R3%3, R* R%, y Rf2 son los mismos como o

15

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrogeno o un grupo alquilo

C16; p' representa un nimero entero de 1 hasta 3; q' representa un nimero

entero de 0 hasta 3; y r' representa un nimero entero de 1 hasta 6); y L?
20  representa un grupo representado por la Férmula [2b]

13 L[]
Hlé‘“’Jpz jqz { i“"‘Jr’- [2b]

(en la férmula, R, R* R y R6 son los mismos como o

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
Ci-6; p? representa un nimero entero de 1 hasta 3, g2 representa un nimero

25 entero de 0 hasta 3; y r? representa un nimero entero de 1 hasta 6)) con un
compuesto representado por la Férmula [3] o una sal del mismo



10

H O
LE'I

Al H/’ \NHz
SOH | m [3]

(en la férmula, L2 representa un grupo representado por la Férmula

RSC R-':'!:
| |
R ]p®* |® L R®]FP [20]

(en la férmula, R3¢, R*, R®%, y R® son los mismos como o

[2¢]

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
C1-6; p® representa un nimero entero de 1 hasta 3; g° representa un nimero
entero de 0 hasta 3; y r® representa un nimero entero de 1 hasta 6); A’
representa cualquiera de los grupos representados por las Férmulas [4] a [9]

* R70_° 0 0

ﬂN
:] R? o i o}
\“JN\'XD RTOJI‘\{-H ,>\.)'I‘*,DR?
[4]

N N
oRT | I

o
R?D/J‘\-.rN N\-/J'LOR? R?OAVH\J‘AGRT
[6] [7]
L T
H
R70--0 RO . N o
L g
h'“n’ N N 5 OR”
s O\): J orr N
”u”vgj o 0
Uﬁ\on? R?UJL“"N\_;N”)‘UR’
=] [e]

,

(en las férmulas, * representa una posiciéon de unién; y los R” son
los mismos como o diferentes de entre si y representan un grupo protector
carboxilo); y m representa un numero entero de 1 hasta 3)) para asi obtener un
compuesto representado por la Formula [10] o una sal del mismo;



y ey ,)L\H/\]/GDZRZ
R1
HN\SDE

fig s 0 (Ij
LN L2 /J\ o
. -
a1 N7 OTNT T [10)

SOH | m

(en la formula, R, R2, L', L2, L3, A", y m tienen la misma definicion
como R, R?, L', L2, L3, A', y m descrito anteriormente);
en donde la reaccién se lleva a cabo en presencia de un agente de
5 condensacion;y
(2) una etapa de desproteccidén del compuesto representado por la

Formula [10] o una sal del mismo,

m D

' J\ COH

N/\‘-N/ L] N/Y 2
H H

HN._

50,
|

A

H O | 1
N L2 /J\ o
P S -
2 N N L2
A L H H [111
SO3H | iy

(en la foérmula, A2 representa cualquiera de los grupos
10 representados por las Férmulas [12] a [17]



HQJJ\/ uN\)LDH (1) HO \_l OH oo
¥ ¥
' H
Ho.LO HO-° *\"I’N o
*\n,ﬁ ﬂ? 8 OH
4
;‘OH \'&O HU'JJ‘VNi_‘aNVJLOH

[1e) | [17]

(en las formulas, * representa una posicién de unién); y L', L2, L3,y

m tienen la misma definicién como L', L2, L3, y m descrito anteriormente).

5 2. El método de manufacturacién de conformidad con la reivindicacién 1,
caracterizado porque la temperatura de reaccion de la etapa (1) es -30°C a
100°C, y el tiempo de reaccién de la etapa (1) es 1 minuto a 72 horas.

3. El método de manufacturacion de conformidad con la reivindicacion 1,
10 caracterizado porque R? es un grupo alquilo C1-s el cual puede ser sustituido
0 un grupo bencilo el cual puede ser sustituido.

4. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque L3 es un grupo representado por
15 la Formula [18c]

1]

[ R'BCJ P [18c]

(en la formula, R% y R pueden ser el mismo o diferente de entre
si y representan un dtomo de hidrégeno o un grupo alquilo Ci-s; y r® representa
un numero entero de 1 hasta 6).
20
5. El método de manufacturacién de conformidad con cualquiera de las



reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque L' es un grupo representado por
la Férmula [183]

7]

HEEJ ' [18a]

(en la férmula, R%@ y R®2 son los mismos como o diferentes de entre
5 siy representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C16; y r' representa
un numero entero de 1 hasta 6).

6. El método de manufacturacién de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque L? es un grupo representado por
10 la Formula [18b]

1]

LgﬁbJ ¥ [18b]

(en la formula, R% y R8 son los mismos como o diferentes de entre
si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Ci-s; y r? representa
un numero entero de 1 hasta 6).
15
7. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque R' es un atomo de hidrégeno,
un grupo alcoxicarbonilo Ci1s el cual puede ser sustituido, un grupo
arilsulfonilo el cual puede ser sustituido, o un grupo sulfonilo heterociclico el
20 cual puede ser sustituido.

8. El método de manufacturacién de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque R’ es un grupo alquilo Ci-s el
cual puede ser sustituido o un grupo bencilo el cual puede ser sustituido.

25

9. ElI método de manufacturaciéon de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque la etapa de desproteccidon es
una etapa de desproteccion usando un 4cido.

30 10. Un método para manufacturar un complejo de metal, caracterizado porque
comprende: una etapa de hacer reaccionar el compuesto representado por la

Formula [11] o una sal del mismo obtenida por el método de manufacturacién



de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 con un ion de

metal.

11. El método de manufacturacién de conformidad con la reivindicacién 10, en
5 caracterizado porque la reaccién se lleva a cabo en presencia de una
solucién amortiguadora en 0°C a 150°C durante 5 a 60 minutos.

12.Un compuesto representado por la férmula [11] o una sal del mismo

= 0

(11]

10
(en la féormula,

L1 representa un grupo representado por la Formula [2a]

[ [ R R
W W {' |
rC——O+—1C

.H‘%p‘ Jq’ ‘ ;

I Rﬁ"Jr" (2a]

(en la formula, R%, R*2, R52 y R62 son los mismos que o diferentes
15 uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C1-s; p1
representa un nimero entero de 1 a 3; g representa un nimero entero de 0 a 3;
y r' representa un nimero entero de 1 a 6);y
L2 representa un grupo representado por la Férmula [2b]
151 1 [%
T T 7%
L LR*®]p? J¢® | R®[?  [2b]

20 (en la formula, R3, R, R5, y R son los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Cis; p?
representa un nimero entero de 1 a 3; g? representa un nimero entero de 0 a 3;
y r2 representa un nimero entero de 1 a 6);y

L3 representa un grupo representado por la Férmula [2¢]



3¢ - R%
17,100
1||C O- (|3

LLR%Jp® |@® | R®|P  [2¢]

(en la férmula, R3¢, R4, R>¢, y R8¢ son los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C1s; p®
representa un nimero entero de 1 a 3; g2 representa un nimero entero de 0 a 3;

5 vy rdrepresenta un nimero entero de 1 a 6);y

A? representa cualquiera de los grupos representados por la

Formula [12] a[17]

. HOKO Q (0]
\7/\ /—\N .WOH
g = oy A
NN OH Q<\ />o
NIV ON NA,
L (o] HO/\’\_/ H
(12] (13]
v ’
(0]
(o]
* OH .)\
0 N
0/ Do o "\ o
Ho N N\)kOH HO}K’N\_F\)LOH
(- [(14] [15]
’ \
H O HO 0 * n p 0
H E ™\ \Sr
‘\‘/NQ;N N, X OH
s N N OH 3 N/> &
—/ ,
o ~OH HO*’N\_/N\/U\OH

(18] , [(17]

(en las férmulas, * representa una posicidén de enlace);

10 m representa un numero entero de 1 a 3)).

13.El compuesto de conformidad con la reivindicaciéon 12 o una sal del mismo,

caracterizado porque L3 es un grupo representado por la Férmula [18c]

R5¢7
|
_._?_
LRSIP [18c)
15 (en la férmula, R y R® pueden ser los mismos que o diferentes

uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C1s; y r2
representa un numero entero de 1 a 6).



14.El compuesto de conformidad con la reivindicacién 12 o 13, o una sal del
mismo, caracterizado porque L' es un grupo representado por la Férmula
[18a]

Rﬁa
Hial
[ R""’J r' [18a]

5 (en la férmula, R y R® pueden ser los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C1s; y r

representa un numero entero de 1 a 6).

15. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14
10 o una sal del mismo, caracterizado porque L2 representa un grupo
representado por la Férmula [18b].

]
LRt [18b)

(en la formula, R% y R® pueden ser los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Cis; y r?

15 representa un numero entero de 1 a 6).

16.Un compuesto representado por la Férmula [38] o una sal del mismo.

" 0 0
N IN\ \ -
0 P HN.o
HO 2
0 N//\N\> . SO .
H
on(_ N\)LNLT(N\/\N)'\/\/O
\J H H
o 0
38
3 (38]

20  17.Un complejo del compuesto de conformidad con la reivindicacion 12 a 16, o
la sal con un metal.

18.El complejo de conformidad con la reivindicacion 17, caracterizado porque el

metal es un metal radioactivo citotoxico.
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19.El complejo de conformidad con la reivindicacidén 18, caracterizado porque el
metal radioactivo citotdéxico es nuclido que emite rayos a o nuclido que emite

rayos [3.

20.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 18 o 19,
caracterizado porque el metal radioactivo citotoxico es °0Y, 114m[n, 117/mGn
186Re, 188Re, 64CU, 67CU, 59Fe, BQSI’, 198AU, 203Hg, 212|:>b’ 165Dy, 103RU, 149Tb,

161Tb, 21ZBi, 166H0, 165Er’ 1538m, 177LU, 21SBi’ 223Ra, 225AC, o 227Th.

21.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 18 a 20,
caracterizado porque el metal radioactivo citotoxico es 64Cu, 6’Cu, °0Y, 153Sm,

166HO, 177LU, o} 225AC.

22.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 18 a 21,
caracterizado porque el compuesto es acido
2,2',2"-(10-(2-(((R)-1-((2-(4-(4-(N-((S)-1-carboxi-2-(5-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-n
aftiridin-2-il)pentanamida)etil)sulfamoil)-3,5-dimetilfenoxi)butanamida)etil)ami
no)-1-oxo-3-sulfopropan-2-ilJamino)-2-oxoetil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecan
-1,4,7-triil)triacético, y el metal radioactivo citotéxico es '7/Lu.

23.Una composicién farmacéutica, caracterizada porque comprende el complejo
de conformidad con cualquiera de loas reivindicaciones 18 a 22.

24.El complejo de conformidad con la reivindicacion 17, caracterizado porque el

metal es un metal radioactivo no citotéxico.

25.El complejo de conformidad con la reivindicacion 24, caracterizado porque el
metal radioactivo no citotdéxico es un nuclido que emite rayos gamma 0 un

nuclido que emite positron.

26.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 o 25,
caracterizado porque el metal radioactivo no citotéxico es un complejo de
aluminio 8F, un complejo de galio '®F, un complejo de indio '8F, un complejo
de lutito '8F, complejo de talio '8F, %™ Tc, 1In, 113M|n, 114m|n 67Ga, %8Ga, 82RDb,
86Y’ 87Y, 152Tb’ 155Tb, 201T|, 51C|’, 52Fe, 57CO, 5800, GOCO, 828I’, 858I’, 197Hg, 44SC,

62Cu, %4Cu, o 89Zr.

27.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 a 26,
caracterizado porque el metal radioactivo no citotéxico es un complejo de

aluminio 8F, "'|n, 67Ga, 88Ga, %4Cu, o 89Zr.



28.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 a 27,
caracterizado porque el compuesto es acido
2,2',2"-(10-(2-(((R)-1-((2-(4-(4-(N-((S)-1-carboxi-2-(5-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-n
aftiridin-2-il)pentanamida)etil)sulfamoil)-3,5-dimetilfenoxi)butanamida)etil)ami

5 no)-1-oxo-3-sulfopropan-2-ilJamino)-2-oxoetil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecan
-1,4,7-triil)triacético, y el metal radioactivo no citotdxico es 68Ga.

29.Una composicion farmacéutica, caracterizada porque comprende el complejo

de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 a 28.
10

10
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5 REIVINDICACIONES

1. Un método para manufacturar un compuesto representado por la Férmula
[11] o una sal del mismo, caracterizado porque comprende:

(1) una etapa de hacer reaccionar un compuesto representado por la formula

10 [1] o una sal del mismo
W
J\ COzR?
N7 SN S N/\/ ?
| H
R HN
™50,

o
HD/LKLE d

(en la formula, R' representa un atomo de hidrégeno o un grupo

[1]

protector amino; R? representa un grupo protector carboxilo; L' representa un

grupo representado por la Formula [2a]

i ol
Rée]p' [q' [ R%|  [2a]

(en la féormula, R3%, R#, R5% y R6a son los mismos como o

15

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
Ci.6; p' representa un niumero entero de 1 hasta 3; q' representa un niimero
entero de 0 hasta 3; y r! representa un nimero entero de 1 hasta 6); y L?

20  representa un grupo representado por la Férmula [2b]

13 L[5
HII‘“’JPZ qu { i“"‘.‘r’- [2b]

(en la férmula, R%®, R*, R5, y R6 son los mismos como o

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
C1.6; p? representa un numero entero de 1 hasta 3, g2 representa un nimero
25 entero de 0 hasta 3; y r? representa un nimero entero de 1 hasta 6)) con un

compuesto representado por la Formula [3] o una sal del mismo



" 0
1 Py
A N NH,
SOsH | m [3]

(en la formula, L3 representa un grupo representado por la Férmula

[2c]

R3c R5C
| |
R¥ [p® |g® | R®|P

[2¢]

(en la formula, R3¢, R*, RS, y R8¢ son los mismos como o

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo

C1.6; p3 representa un niumero entero de 1 hasta 3; g3 representa un nimero

entero de 0 hasta 3; y r representa un nimero entero de 1 hasta 6); A’

representa cualquiera de los grupos representados por las Formulas [4] a [9]

T

oR?

o]

R
B
N w
AW
[4]

tel

O 8]

*)\/\H‘LORT
ol M Ho
rRio”~N_ N orr

[s]

O

0 ™Mo
L

— [7]

=

\ér ﬁ?\on?

o/ N o
L

[2]

(en las férmulas, * representa una posicion de unién; y los R” son

los mismos como o diferentes de entre si y representan un grupo protector

carboxilo); y m representa un numero entero de 1 hasta 3)) para asi obtener un

compuesto representado por la Formula [10] o una sal del mismo;



L
i:
T W L,,/ku/\]/cozﬁz
RI
HN"“‘SOE

r o) D

H i |
|~N L )J\ O
A1,.T’ N -

. NTo [10]
| Sonn

(enla férmula, R, R?, L1, L2, L3, A', y m tienen la misma definicion
como R', R?, L1, L2, L3, A", y m descrito anteriormente);
en donde la reaccion se lleva a cabo en presencia de un agente de
5 condensacion;y
(2) una etapa de desproteccidon del compuesto representado por la

Férmula [10] o una sal del mismo,

L

’J-\ CO-H
L Ar

yo 0 Q :
N L2 /J\ o
e
Az NTOONT Y [111
~SOH m

(en la férmula, A2 representa cualquiera de los grupos

10 representados por las Férmulas [12] a [17]



N HO " OH
HCrJJ\/*._.f “)LUH 141 [15]
¥ L
e S
*\H,H N N s OH
S O\):N N\j/E: (o) N,>G
L
on HDJLVNUNVJLDH
o)
[16] | (17]

(en las férmulas, * representa una posicién de unién); y L', L2, L3,y

m tienen la misma definicién como L', L2, L3, y m descrito anteriormente).

5 2. El método de manufacturacién de conformidad con la reivindicacion 1,
caracterizado porque la temperatura de reaccion de la etapa (1) es -30°C a

100°C, y el tiempo de reaccion de la etapa (1) es 1 minuto a 72 horas.

3. El método de manufacturacion de conformidad con la reivindicacion 1,
10 caracterizado porque R? es un grupo alquilo C4¢ el cual puede ser sustituido

0 un grupo bencilo el cual puede ser sustituido.

4. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque L3 es un grupo representado por
15 la Férmula [18c]

RS[:
I
Ré]r  [18c]

(en la formula, R5¢ y R® pueden ser el mismo o diferente de entre

si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C1; y 3 representa
un numero entero de 1 hasta 6).
20

5. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
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reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque L' es un grupo representado por

1]

|. IiQB‘E‘J r' [18a]

la Formula [18a]

(en la formula, R% y R62 son los mismos como o diferentes de entre
si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Cq; y r' representa

un numero entero de 1 hasta 6).

6. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque L? es un grupo representado por
la Férmula [18b]

1]

LgﬁbJ r* [18b]

(en la formula, R y R8® son los mismos como o diferentes de entre
si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C; y r? representa

un numero entero de 1 hasta 6).

7. El método de manufacturaciéon de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque R' es un atomo de hidrégeno,
un grupo alcoxicarbonilo Ci¢ el cual puede ser sustituido, un grupo
arilsulfonilo el cual puede ser sustituido, o un grupo sulfonilo heterociclico el

cual puede ser sustituido.

8. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque R’ es un grupo alquilo C4¢ el

cual puede ser sustituido o un grupo bencilo el cual puede ser sustituido.

9. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque la etapa de desproteccion es

una etapa de desproteccién usando un acido.

10. Un método para manufacturar un complejo de metal, caracterizado porque
comprende: una etapa de hacer reaccionar el compuesto representado por la

Férmula [11] o una sal del mismo obtenida por el método de manufacturacion



de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 con un ion de

metal.

11. El método de manufacturacion de conformidad con la reivindicacion 10, en
5 caracterizado porque la reaccion se lleva a cabo en presencia de una

solucion amortiguadora en 0°C a 150°C durante 5 a 60 minutos.

12.Un compuesto representado por la férmula [11] o una sal del mismo

- o s W
H | |
N L? 0
a2~ \./“\ﬂ/ RH/L\L*’ [11]

~
SO;H
10 I m

(en la férmula,

L1 representa un grupo representado por la Férmula [2a]
rrg3an RS
L

| ©1 |
I tR‘%D’ Jq’ L R“Jr" [2a]

~_|

O

st

(en la formula, R3, R*a, R%, y R%a son los mismos que o diferentes
15 uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C44; p1
representa un numero entero de 1 a 3; q' representa un nimero entero de 0 a 3;
y r! representa un nimero entero de 1 a 6); y
L2 representa un grupo representado por la Férmula [2b]
R ][R
C—0 cH
L LR®p? J¢? | R®[2  [2p]

20 (en la formula, R3¢, R#, R5, y R6® son los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Cy¢; p?
representa un niumero entero de 1 a 3; g2 representa un nimero entero de 0 a 3;
y r?2 representa un nimero entero de 1 a 6); y

L3 representa un grupo representado por la Férmula [2c]



3c r R%
(17 ]
T Cl'f O- (I:
LLR%.p® J® LR®|P  [2¢]

(en la formula, R3¢, R4, R5¢, y R8¢ son los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrogeno o un grupo alquilo Cy¢; p3
representa un numero entero de 1 a 3; g3 representa un nimero entero de 0 a 3;

5 vy r3representa un nimero entero de 1 a 6); y

A2 representa cualquiera de los grupos representados por la

Formula [12] a [17]

. HO‘TO 0 0
\’,\N/_\N ,/WOH
g &
NN OH o 0
\_f\-f'{-o HO’"‘VN\‘_;N\/LOH
[12] [13]
0]
O
* OH ‘/J'\
° N7 oM\ o
?(’: No't AN N
HD”\.—' “')J\OH HO \_J OH
[14] [15]
[l b
H (o] HO 0 * n Z O
I e S
* N N N X OH
s N\._JN/ OH 0 N"’> o
OH HC/LVNi_.fN OH
0 (1) | [17]

(en las férmulas, * representa una posicion de enlace);

10 m representa un numero entero de 1 a 3)).

13.El compuesto de conformidad con la reivindicacién 12 o una sal del mismo,

caracterizado porque L2 es un grupo representado por la Férmula [18c]

R
|
_9_
LREIP [18c)
15 (en la férmula, R%¢ y R® pueden ser los mismos que o diferentes

uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C¢; y r3

representa un numero entero de 1 a 6).



14.El compuesto de conformidad con la reivindicacion 12 o 13, o una sal del
mismo, caracterizado porque L' es un grupo representado por la Férmula
[18a]

T
—C
[ FIE&'J r' [18a]

5 (en la formula, R% y R®% pueden ser los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Cq4; y r'

representa un numero entero de 1 a 6).

15. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14
10 o una sal del mismo, caracterizado porque L? representa un grupo
representado por la Formula [18b].

TR
|

—_

|
LR 7 [18b)

(en la formula, R% y R®® pueden ser los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Cyg; y r?

15 representa un numero entero de 1 a 6).

16.Un compuesto representado por la Formula [38] o una sal del mismo.

H 0 0
N
| Nk H/%OH
0 = HN‘SO
HO P2
Z
0 ? H °
HQNJ\/LN H Ko
H H
0
%’OH [38)
0

20  17.Un complejo del compuesto de conformidad con la reivindicacién 12 a 16, o

la sal con un metal.

18.El complejo de conformidad con la reivindicacion 17, caracterizado porque el

metal es un metal radioactivo citotdxico.
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19. El complejo de conformidad con la reivindicacion 18, caracterizado porque el

metal radioactivo citotdxico es nuclido que emite rayos a o nuclido que emite

rayos [3.

20.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 18 o 19,

21.

caracterizado porque el metal radioactivo citotoxico es Y, 114m|n 117mgn,
186Re 188Re 64Cu 67Cu 59Fe 898r 198Au 203Hg 212Pb 165Dy 103Ru 149Tb

161Tb, 21ZBi’ 166H0, 165Er’ 153Sm, 177LU, 21SBi’ 223Ra, 225AC, 0 227Th.

El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 18 a 20,
caracterizado porque el metal radioactivo citotdxico es $4Cu, 57Cu, Y, 153Sm,

166Ho, 177Lu, 0 225AcC.

22.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 18 a 21,

caracterizado porque el compuesto es acido 2,2',2"-(10-(2-(((R)-1-((2-(4-(4-
(N-((S)-1-carboxi-2-(5-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
il)pentanamida)etil)sulfamoil)-3,5-dimetilfenoxi)butanamida)etil)amino)-1-oxo-
3-sulfopropan-2-il)amino)-2-oxoetil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-

triil)triacético, y el metal radioactivo citotoxico es "77Lu.

23.Una composicion farmaceéutica, caracterizada porque comprende el complejo

de conformidad con cualquiera de loas reivindicaciones 18 a 22.

24 El complejo de conformidad con la reivindicacion 17, caracterizado porque el

metal es un metal radioactivo no citotoxico.

25.El complejo de conformidad con la reivindicacion 24, caracterizado porque el

metal radioactivo no citotoxico es un nuclido que emite rayos gamma o un

nuclido que emite positron.

26.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 o 25,

caracterizado porque el metal radioactivo no citotdéxico es un complejo de
aluminio '8F, un complejo de galio '8F, un complejo de indio '8F, un complejo
de lutito '8F, complejo de talio '8F, 99mTc, 111|n, 113m|n, 114m|n, 67Gg, 68Ga, 82Rb,
86Y’ 87Y’ 152Tb’ 155Tb’ 201T|, 51C|', 52Fe, 57CO, 5800, 60C0, 828[', 858r, 197Hg’ 44SC,

62Cu, 64Cu, o 89Zr.

27.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 a 26,

caracterizado porque el metal radioactivo no citotéxico es un complejo de

aluminio '8F, 11In, 7Ga, %8Ga, 4Cu, o 89Zr.



28.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 a 27,
caracterizado porque el compuesto es acido 2,2',2"-(10-(2-(((R)-1-((2-(4-(4-
(N-((S)-1-carboxi-2-(5-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-naftiridin-2-
il)pentanamida)etil)sulfamoil)-3,5-dimetilfenoxi)butanamida)etil)Jamino)-1-oxo-

5 3-sulfopropan-2-il)amino)-2-oxoetil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecan-1,4,7-

triil)triacético, y el metal radioactivo no citotéxico es 68Ga.
29.Una composicion farmaceéutica, caracterizada porque comprende el complejo

de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 a 28.
10

10



Clarke, Modet & C°

COLOMBIA

P-14082

SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA'Y COMERCIO
DIRECCION DE NUEVAS CREACIONES
E. S. D.

Re:  Expediente No. NC2017/0010806
Solicitud de patente a nombre de FUJIFILM CORPORATION

Yo, CAROLINA DAZA MONTALVO identificada como aparece al pie de mi firma,
domiciliada en la Carrera 11 No. 86-53, piso 3, obrando como apoderada de la sociedad
FUJIFILM CORPORATION, domiciliada en Tokio, Japon, Solicitantes de la patente
de la referencia, en respuesta al oficio No. 2101 notificado electronicamente el 05 de
abril de 2019, atentamente me permito informar que, con fundamento en la facultad
que confiere el articulo 34 de la Decisiéon 486 al Solicitante para modificar la solicitud

de patente en cualquier momento del tramite, se realizan las siguientes modificaciones:

1. Reivindicaciones

En relaciéon con las objeciones sobre la falta de claridad de las reivindicaciones,
presento junto con este memorial un nuevo capitulo reivindicatorio, el cual consta de
veintinueve (29) reivindicaciones, y que reemplaza completamente el presentado

anteriormente. Especificamente, se realizaron las siguientes modificaciones:

1.1 No se incluyen las antiguas reivindicaciones 12 a 23, 32 a 35 y 306.

En cuanto a estas modificaciones, me permito decir que las mismas no amplian de
ninguna manera la materia objeto de la presente solicitud y se realizaron con el animo
de superar las objeciones de claridad y novedad planteadas por el Examinador en su

concepto técnico.

2. Pago de tasas

Considerando que el presente memorial se presenta junto con modificaciones a las
reivindicaciones se adjunta recibo por concepto de examen de patentabilidad, segin lo
establecido en la Resoluciéon 3719 de 2016.
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En relacién con el nimero de reivindicaciones, atentamente nos permitimos decir que
no se adjunta tasa por concepto de reivindicaciones adicionales, toda vez que el nuevo
capitulo reivindicatorio tiene menor nimero de reivindicaciones que el anteriormente

presentado, y en esencia es el mismo objeto, pero definido con mayor claridad.

3. Claridad de la solicitud

Los Solicitantes manifiestan que mediante la presentaciéon del nuevo capitulo
reivindicatorio quedan subsanadas la totalidad de las objeciones, de modo tal que las
nuevas reivindicaciones proporcionan claridad y concisiéon a la invencién descrita,

siguiendo las recomendaciones realizadas por el Examinador en su concepto técnico.

31 Como primera medida, se informa que no se incluyen las antiguas
reivindicaciones 12 a 23, 32 a 35 y 36 en el nuevo capitulo reivindicatorio. De
este modo, las objeciones relacionadas con dichas reivindicaciones han sido

subsanadas.

Adicionalmente, se informa que se incluyeron las nuevas reivindicaciones 19 a
22y 24 a 28, las cuales se encuentran debidamente soportadas en la informacion

divulgada en la descripcién tal como fue presentada inicialmente.
En consecuencia, nos permitimos indicar que el presente capitulo reivindicatorio, que
incluye veintinueve (29) reivindicaciones, se ajusta a las disposiciones del articulo 30 de

la Decision 486/00.

4. Presentacion de una Solicitud Divisional

Teniendo en cuenta lo informado en el punto anterior y de conformidad con lo
establecido en el Articulo 36 de la Decision 480, el cual indica que “E/ solicitante podrd, en
cualguier momento del tramite, dividir su solicitud en dos o mds fraccionarias, pero ninguna de éstas
podrd implicar una ampliacion de la proteccion que corresponda a la divulgacion contenida en la
solicitud inicial”, y la Resolucion No. 3719 del 2016, se presenta de forma separada a este

memorial, una solicitud divisional para la presente solicitud, la cual sera denominada en

el presente memorial como NC2017/0010800A.

En la solicitud divisional NC2017/0010806A, se presentan doce (12) reivindicaciones
dirigidas a la proteccion de “Un compuesto, caracterizado porque es representado por la Formula
[19] 0 una sal del mismo” (reivindicaciones 1 a 10) y “Un compuesto representado por la
Formula [3] o una sal del mismo” (reivindicaciones 11 y 12). Dichas reivindicaciones se

basan en las antiguas reivindicaciones 12 a 23 (reivindicaciones originales 10 a 18).

www.clarkemodet.com
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De otro lado, la solicitud divisional se presenta junto con recibos de pago
correspondientes a la tasa de una solicitud de patente de invencion, la tasa de solicitud
de examen de patentabilidad y la tasa correspondiente a dos (2) reivindicaciones
adicionales. Asimismo, agradezco se tengan en cuenta para la solicitud divisional todos
los documentos legales que se encuentran en el expediente de la solicitud parental
NC2017/0010806A, tal como cesién de derechos y el poder de abogado.

Teniendo en cuenta lo establecido en el articulo 36 de la Decisiéon 486, ruego a ese
despacho tener en cuenta que la solicitud divisional que ahora presento, se beneficia de

la fecha de presentacion de la prioridad de la solicitud de la cual se deriva, es decir, de la
prioridad 2015-062306 de Japon del 25 de marzo de 2015.

Dado lo anterior, se solicita atentamente darle tramite a la solicitud divisional No.

NC2017/0010806A.

5. Novedad

El Examinador establece en su concepto técnico la falta de novedad de las antiguas
reivindicaciones 12, 16, 18 y 20 a la luz de las ensefianzas técnicas descritas en el

documento W0O9931061 (D1).

En este sentido, me permito decir que el articulo 16 de la Decision 486 de la Comision
de la Comunidad Andina establece que la invencién se considera nueva cuando no esta
comprendida en el estado de la técnica. Si de acuerdo con el espiritu de la norma legal
indicada, la invencién no se considera como nueva st esta “comprendida” en el estado de
la técnica, dicha norma se esta refiriendo, naturalmente, a la totalidad del invento y no a

alguno o a algunos de los componentes.

Asi, para que la invenciéon pierda su calidad de novedosa, es claro que ella, TODA
ELLA, ha de estar contenida en el “comjunto de conocimientos existentes que son aplicables al
proceso industrial” como define el estado de la técnica el Tribunal de justicia del Acuerdo
de Cartagena (Proceso No. 6-IP-89, sentencia de 31 de octubre de 1989, publicada en
Jurisprudencia del Tribunal de Justicia del Acuerdo de Cartagena, Tomo 11, BID-
INTAL, Buenos Aires, 1994, pagina 60).

Aplicando lo anterior al caso concreto, para que las razones que aduce ese Despacho
para desvirtuar la novedad fuesen ciertas, serfa forzoso que se demostrara que la
invencion de mi mandante esté comprendida en el estado de la técnica, especificamente
en el documento D1, de forma TOTAL, lo cual no sucede con la materia reclamada en

el nuevo capitulo reivindicatorio.
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Considerando la anterior definicién y teniendo en cuenta que el nuevo capitulo
reivindicatorio no incluye la materia reclamada en las antiguas reivindicaciones 12 a 23,
es deseo del Solicitante manifestar que la invencién reclamada en el nuevo capitulo
reivindicatorio es tanto novedosa como inventiva en relaciéon con el estado de la técnica

citado.

De esta forma, teniendo en cuenta que el documento D1 no menciona, describe o

sugiere todas las caracteristicas técnicas reclamadas en el nuevo capitulo reivindicatorio
presentado por los Solicitantes, no es posible afirmar que la invencién hubiera podido

haber sido derivada en forma obvia a partir de dicho documento.

Por lo tanto, es claro que las nuevas reivindicaciones 1 a 29 cumplen con los requisitos
de novedad y nivel inventivo, tal como se define en los articulos 16 y 18 de la Decision
486 y como se explica detalladamente en el Manual Andino y la Guia para

Examinadores de la Superintendencia de Industria y Comercio.

Habiendo atendido cabalmente las objeciones presentadas por ese despacho,
atentamente solicitamos se conceda el privilegio de patente de invencion a la solicitud
en estudio o si el sefor Examinador considera que subsisten razones para objetar la
presente invencion, rogamos expedir otro examen de fondo con los debidos motivos y
razones que sustenten su objeciéon con el fin de que nuestro mandante tenga la
posibilidad de exponer sus argumentos con base en la interpretacion de los articulos 45
de la Decision 486 -el cual otorga la facultad al Examinador para emitir los examenes de
fondo- y 42 del Coédigo de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso
Administrativo que sefiala que: “babiéndose dado oportunidad a los interesados para expresar sus
opiniones, y con base en las pruebas e informes disponibles, se tomari la decision, que serd motivada.
La decision resolverd todas las peticiones que hayan sido oportunamente planteadas dentro de la

actuacion por el peticionario y por los terceros reconocidos”, (el subrayado es nuestro).

En consecuencia, solicitamos a ese Despacho pronunciarse en relacion con todos los
argumentos presentados en este memorial dando estricta aplicacion al principio del

debido proceso consagrado en el articulo 29 de la Constituciéon Nacional.

Sefior Director,

/ \ <

f f \ | |
(o sl I
CAROLINA DAZA NTALVO
C.C. 66.783.790 de Palmira Valle

TP-141563 CSj
notificaciones@clarkemodet.com.co
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ANEXOS

- Nuevo capitulo reivindicatorio conformado por veintinueve (29) reivindicaciones.

- Comprobante de pago de tasa correspondiente a nuevo examen de patentabilidad.
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P-14082 (Solicitud de Patente No. NC2017/0010806)
Reivindicaciones Modificadas — RTA AO 2101
04 de julio de 2019

5 REIVINDICACIONES

1. Un método para manufacturar un compuesto representado por la Férmula
[11] 0 una sal del mismo, caracterizado porque comprende:

(1) una etapa de hacer reaccionar un compuesto representado por la formula

10 [1] 0 una sal del mismo
| S
N N

(en la féormula, R' representa un atomo de hidrégeno o un grupo
protector amino; R? representa un grupo protector carboxilo; L' representa un
grupo representado por la Férmula [2a]

[T
Re]p' [q' | R®r  [2a]

(en la férmula, R3%3, R* R%, y Rf2 son los mismos como o

15

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrogeno o un grupo alquilo

C16; p' representa un nimero entero de 1 hasta 3; q' representa un nimero

entero de 0 hasta 3; y r' representa un nimero entero de 1 hasta 6); y L?
20  representa un grupo representado por la Férmula [2b]

13 L[]
Hlé‘“’Jpz jqz { i“"‘Jr’- [2b]

(en la férmula, R, R* R y R6 son los mismos como o

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
Ci-6; p? representa un nimero entero de 1 hasta 3, g2 representa un nimero

25 entero de 0 hasta 3; y r? representa un nimero entero de 1 hasta 6)) con un
compuesto representado por la Férmula [3] o una sal del mismo



10

H O
LE'I

Al H/’ \NHz
SOH | m [3]

(en la férmula, L2 representa un grupo representado por la Férmula

RSC R-':'!:
| |
R ]p®* |® L R®]FP [20]

(en la férmula, R3¢, R*, R®%, y R® son los mismos como o

[2¢]

diferentes de entre si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo
C1-6; p® representa un nimero entero de 1 hasta 3; g° representa un nimero
entero de 0 hasta 3; y r® representa un nimero entero de 1 hasta 6); A’
representa cualquiera de los grupos representados por las Férmulas [4] a [9]

* R70_° 0 0

ﬂN
:] R? o i o}
\“JN\'XD RTOJI‘\{-H ,>\.)'I‘*,DR?
[4]

N N
oRT | I

o
R?D/J‘\-.rN N\-/J'LOR? R?OAVH\J‘AGRT
[6] [7]
L T
H
R70--0 RO . N o
L g
h'“n’ N N 5 OR”
s O\): J orr N
”u”vgj o 0
Uﬁ\on? R?UJL“"N\_;N”)‘UR’
=] [e]

,

(en las férmulas, * representa una posiciéon de unién; y los R” son
los mismos como o diferentes de entre si y representan un grupo protector
carboxilo); y m representa un numero entero de 1 hasta 3)) para asi obtener un
compuesto representado por la Formula [10] o una sal del mismo;



y ey ,)L\H/\]/GDZRZ
R1
HN\SDE

fig s 0 (Ij
LN L2 /J\ o
. -
a1 N7 OTNT T [10)

SOH | m

(en la formula, R, R2, L', L2, L3, A", y m tienen la misma definicion
como R, R?, L', L2, L3, A', y m descrito anteriormente);
en donde la reaccién se lleva a cabo en presencia de un agente de
5 condensacion;y
(2) una etapa de desproteccidén del compuesto representado por la

Formula [10] o una sal del mismo,

m D

' J\ COH

N/\‘-N/ L] N/Y 2
H H

HN._

50,
|

A

H O | 1
N L2 /J\ o
P S -
2 N N L2
A L H H [111
SO3H | iy

(en la foérmula, A2 representa cualquiera de los grupos
10 representados por las Férmulas [12] a [17]



HQJJ\/ uN\)LDH (1) HO \_l OH oo
¥ ¥
' H
Ho.LO HO-° *\"I’N o
*\n,ﬁ ﬂ? 8 OH
4
;‘OH \'&O HU'JJ‘VNi_‘aNVJLOH

[1e) | [17]

(en las formulas, * representa una posicién de unién); y L', L2, L3,y

m tienen la misma definicién como L', L2, L3, y m descrito anteriormente).

5 2. El método de manufacturacién de conformidad con la reivindicacién 1,
caracterizado porque la temperatura de reaccion de la etapa (1) es -30°C a
100°C, y el tiempo de reaccién de la etapa (1) es 1 minuto a 72 horas.

3. El método de manufacturacion de conformidad con la reivindicacion 1,
10 caracterizado porque R? es un grupo alquilo C1-s el cual puede ser sustituido
0 un grupo bencilo el cual puede ser sustituido.

4. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 3, caracterizado porque L3 es un grupo representado por
15 la Formula [18c]

1]

[ R'BCJ P [18c]

(en la formula, R% y R pueden ser el mismo o diferente de entre
si y representan un dtomo de hidrégeno o un grupo alquilo Ci-s; y r® representa
un numero entero de 1 hasta 6).
20
5. El método de manufacturacién de conformidad con cualquiera de las



reivindicaciones 1 a 4, caracterizado porque L' es un grupo representado por
la Férmula [183]

7]

HEEJ ' [18a]

(en la férmula, R%@ y R®2 son los mismos como o diferentes de entre
5 siy representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C16; y r' representa
un numero entero de 1 hasta 6).

6. El método de manufacturacién de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 5, caracterizado porque L? es un grupo representado por
10 la Formula [18b]

1]

LgﬁbJ ¥ [18b]

(en la formula, R% y R8 son los mismos como o diferentes de entre
si y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Ci-s; y r? representa
un numero entero de 1 hasta 6).
15
7. El método de manufacturacion de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 6, caracterizado porque R' es un atomo de hidrégeno,
un grupo alcoxicarbonilo Ci1s el cual puede ser sustituido, un grupo
arilsulfonilo el cual puede ser sustituido, o un grupo sulfonilo heterociclico el
20 cual puede ser sustituido.

8. El método de manufacturacién de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 7, caracterizado porque R’ es un grupo alquilo Ci-s el
cual puede ser sustituido o un grupo bencilo el cual puede ser sustituido.

25

9. ElI método de manufacturaciéon de conformidad con cualquiera de las
reivindicaciones 1 a 8, caracterizado porque la etapa de desproteccidon es
una etapa de desproteccion usando un 4cido.

30 10. Un método para manufacturar un complejo de metal, caracterizado porque
comprende: una etapa de hacer reaccionar el compuesto representado por la

Formula [11] o una sal del mismo obtenida por el método de manufacturacién



de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 1 a 8 con un ion de

metal.

11. El método de manufacturacién de conformidad con la reivindicacién 10, en
5 caracterizado porque la reaccién se lleva a cabo en presencia de una
solucién amortiguadora en 0°C a 150°C durante 5 a 60 minutos.

12.Un compuesto representado por la férmula [11] o una sal del mismo

= 0

(11]

10
(en la féormula,

L1 representa un grupo representado por la Formula [2a]

[ [ R R
W W {' |
rC——O+—1C

.H‘%p‘ Jq’ ‘ ;

I Rﬁ"Jr" (2a]

(en la formula, R%, R*2, R52 y R62 son los mismos que o diferentes
15 uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C1-s; p1
representa un nimero entero de 1 a 3; g representa un nimero entero de 0 a 3;
y r' representa un nimero entero de 1 a 6);y
L2 representa un grupo representado por la Férmula [2b]
151 1 [%
T T 7%
L LR*®]p? J¢® | R®[?  [2b]

20 (en la formula, R3, R, R5, y R son los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Cis; p?
representa un nimero entero de 1 a 3; g? representa un nimero entero de 0 a 3;
y r2 representa un nimero entero de 1 a 6);y

L3 representa un grupo representado por la Férmula [2¢]



3¢ - R%
17,100
1||C O- (|3

LLR%Jp® |@® | R®|P  [2¢]

(en la férmula, R3¢, R4, R>¢, y R8¢ son los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C1s; p®
representa un nimero entero de 1 a 3; g2 representa un nimero entero de 0 a 3;

5 vy rdrepresenta un nimero entero de 1 a 6);y

A? representa cualquiera de los grupos representados por la

Formula [12] a[17]

. HOKO Q (0]
\7/\ /—\N .WOH
g = oy A
NN OH Q<\ />o
NIV ON NA,
L (o] HO/\’\_/ H
(12] (13]
v ’
(0]
(o]
* OH .)\
0 N
0/ Do o "\ o
Ho N N\)kOH HO}K’N\_F\)LOH
(- [(14] [15]
’ \
H O HO 0 * n p 0
H E ™\ \Sr
‘\‘/NQ;N N, X OH
s N N OH 3 N/> &
—/ ,
o ~OH HO*’N\_/N\/U\OH

(18] , [(17]

(en las férmulas, * representa una posicidén de enlace);

10 m representa un numero entero de 1 a 3)).

13.El compuesto de conformidad con la reivindicaciéon 12 o una sal del mismo,

caracterizado porque L3 es un grupo representado por la Férmula [18c]

R5¢7
|
_._?_
LRSIP [18c)
15 (en la férmula, R y R® pueden ser los mismos que o diferentes

uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C1s; y r2
representa un numero entero de 1 a 6).



14.El compuesto de conformidad con la reivindicacién 12 o 13, o una sal del
mismo, caracterizado porque L' es un grupo representado por la Férmula
[18a]

Rﬁa
Hial
[ R""’J r' [18a]

5 (en la férmula, R y R® pueden ser los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo C1s; y r

representa un numero entero de 1 a 6).

15. El compuesto de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 12 a 14
10 o una sal del mismo, caracterizado porque L2 representa un grupo
representado por la Férmula [18b].

]
LRt [18b)

(en la formula, R% y R® pueden ser los mismos que o diferentes
uno del otro y representan un atomo de hidrégeno o un grupo alquilo Cis; y r?

15 representa un numero entero de 1 a 6).

16.Un compuesto representado por la Férmula [38] o una sal del mismo.

" 0 0
N IN\ \ -
0 P HN.o
HO 2
0 N//\N\> . SO .
H
on(_ N\)LNLT(N\/\N)'\/\/O
\J H H
o 0
38
3 (38]

20  17.Un complejo del compuesto de conformidad con la reivindicacion 12 a 16, o
la sal con un metal.

18.El complejo de conformidad con la reivindicacion 17, caracterizado porque el

metal es un metal radioactivo citotoxico.
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19.El complejo de conformidad con la reivindicacidén 18, caracterizado porque el
metal radioactivo citotdéxico es nuclido que emite rayos a o nuclido que emite

rayos [3.

20.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 18 o 19,
caracterizado porque el metal radioactivo citotoxico es °0Y, 114m[n, 117/mGn
186Re, 188Re, 64CU, 67CU, 59Fe, BQSI’, 198AU, 203Hg, 212|:>b’ 165Dy, 103RU, 149Tb,

161Tb, 21ZBi, 166H0, 165Er’ 1538m, 177LU, 21SBi’ 223Ra, 225AC, o 227Th.

21.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 18 a 20,
caracterizado porque el metal radioactivo citotoxico es 64Cu, 6’Cu, °0Y, 153Sm,

166HO, 177LU, o} 225AC.

22.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 18 a 21,
caracterizado porque el compuesto es acido
2,2',2"-(10-(2-(((R)-1-((2-(4-(4-(N-((S)-1-carboxi-2-(5-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-n
aftiridin-2-il)pentanamida)etil)sulfamoil)-3,5-dimetilfenoxi)butanamida)etil)ami
no)-1-oxo-3-sulfopropan-2-ilJamino)-2-oxoetil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecan
-1,4,7-triil)triacético, y el metal radioactivo citotéxico es '7/Lu.

23.Una composicién farmacéutica, caracterizada porque comprende el complejo
de conformidad con cualquiera de loas reivindicaciones 18 a 22.

24.El complejo de conformidad con la reivindicacion 17, caracterizado porque el

metal es un metal radioactivo no citotéxico.

25.El complejo de conformidad con la reivindicacion 24, caracterizado porque el
metal radioactivo no citotdéxico es un nuclido que emite rayos gamma 0 un

nuclido que emite positron.

26.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 o 25,
caracterizado porque el metal radioactivo no citotéxico es un complejo de
aluminio 8F, un complejo de galio '®F, un complejo de indio '8F, un complejo
de lutito '8F, complejo de talio '8F, %™ Tc, 1In, 113M|n, 114m|n 67Ga, %8Ga, 82RDb,
86Y’ 87Y, 152Tb’ 155Tb, 201T|, 51C|’, 52Fe, 57CO, 5800, GOCO, 828I’, 858I’, 197Hg, 44SC,

62Cu, %4Cu, o 89Zr.

27.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 a 26,
caracterizado porque el metal radioactivo no citotéxico es un complejo de

aluminio 8F, "'|n, 67Ga, 88Ga, %4Cu, o 89Zr.



28.El complejo de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 a 27,
caracterizado porque el compuesto es acido
2,2',2"-(10-(2-(((R)-1-((2-(4-(4-(N-((S)-1-carboxi-2-(5-(5,6,7,8-tetrahidro-1,8-n
aftiridin-2-il)pentanamida)etil)sulfamoil)-3,5-dimetilfenoxi)butanamida)etil)ami

5 no)-1-oxo-3-sulfopropan-2-ilJamino)-2-oxoetil)-1,4,7,10-tetraazaciclododecan
-1,4,7-triil)triacético, y el metal radioactivo no citotdxico es 68Ga.

29.Una composicion farmacéutica, caracterizada porque comprende el complejo

de conformidad con cualquiera de las reivindicaciones 24 a 28.
10

10
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